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® Innere Prioritat: 

(72) Erfinder: 

101 50 776.3 08. 10.2001 

Schumacher, Marcus, Dr., 50171 Kerpen, DE 

@ Anmeider: 


AIXTRON AG, 52072 Aachen, DE 


© Vertreter: 


H.-J. Rieder und Partner, 42329 Wuppertal 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingoreichten Unterlagen entnommen 

© Verfahren und Vorrichtung zum Abscheiden einer Vielzahl von Schichten auf einem Substrat 

© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden ei- 
ner Vielzahl von Schichten auf einem Substrat mittels 
gasformiger Ausgangsstoffe, wobei die Schichten in ei- 
ner einzigen Prozesskammer in aufeinander abfolgenden 
Prozessschritten abgeschieden werden. Die Gasphasen- 
Zusammensetzung und/oder die Substrattemperatur 
wird ohne zwischenzeitiges Offnen der Prozesskammer 
variiert, so dass Schichten verschiedenartiger Qualitat in 
einer Depositionskammer nacheinander abgeschieden 
werden kann. 
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